Solution for researching

Hochreines N-Methyl-2-Pyrrolidon (Nmp) In Elektronikqualitat

Als Losungsmittel Fur Batterieschlamme Und Chemische

Synthesen

Artikelnummer: FZ30

—

Einfuhrung

Premium N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)

Lésungsmittel in Elektronikqualitat mit 99,90 %
Reinheit und niedrigem Feuchtigkeitsgehalt fur
die Herstellung von
Batterieelektrodenschldmmen und
fortschrittliche chemische Prozesse. Bietet

| aulBergewohnliche Konsistenz bei kritischen

Fertigungs- und Prazisionssynthese-Workflows.

Mehr erfahren

Herstellung von Lithium-lonen-
Batteriekathoden

Herstellung von
Polymermembranen

Halbleiter- &
Mikroelektronikreinigung

Synthese von Polyimid &
technischen Harzen

Industrielle Beschichtungs- &
Lackformulierung

Prazisionsmetall- &
Formenentfettung

Agrochemische &
petrochemische Verarbeitung

Lésen von PVDF-Bindemitteln und gleichméaRige Dispergierung von
Aktivmaterialien (NMC, LFP, LCO) sowie leitfahigen
Kohlenstoffadditiven fir die Kathodenschlammformulierung.

Phaseninversionsguss von pordsen Ultrafiltrations-, Nanofiltrations-
und Gastrennmembranen unter Verwendung von Polysulfon, PES und
PVDF.

Entfernung von Photoresist-Riickstanden nach dem Atzen,
Flussmittelriickstanden und organischen Verunreinigungen von
Siliziumwafern und Schaltungssubstraten.

Reaktionsldsungsmittel und Polymerisationsmedium fir die
Herstellung von Polyimiden, Polyamid-Imiden und
Polyphenylensulfiden.

Spezial-Koaleszenzmittel und Lésungsmitteltrager fiir hochbestandige
Polyurethan-, Epoxid- und Acryl-Industrielacke.

Hocheffizientes Lésungsmittel-Entfettungsmittel fir
Prazisionswerkzeuge, Extrusionsdiisen und elektronische Hardware,
die mit schweren Olen und Wachsen verunreinigt sind.

Tragerlésungsmittel fur Wirkstoffe im Pflanzenschutz und selektives
Extraktionslésungsmittel fir die Gewinnung aromatischer
Kohlenwasserstoffe.

Eliminiert Schlammagglomeration, verhindert Gelierung und sorgt
fur eine fehlerfreie, gleichmaRige Dicke der
Elektrodenbeschichtung.

Liefert eine konsistente PorengréRenverteilung, exzellente
mechanische Integritat und reproduzierbare Austauschraten
zwischen Lésungsmittel und Nichtlésungsmittel.

Erzielt eine nicht korrosive Riickstandsentfernung ohne metallische
oder ionische Oberflachenkontamination.

Bietet hohe Ldslichkeit fir Reaktionszwischenprodukte und
ermoglicht die Bildung hochmolekularer Polymere mit geringer
Defektdichte.

Verbessert den Verlauf, die Substratbenetzung und die chemische
Besténdigkeit in anspruchsvollen Schutzbeschichtungen.

Entfernt schnell hartnackige organische Ablagerungen, ohne
LochfraB oder MaBveranderungen am Substrat zu verursachen.

Maximiert die Bioverfigbarkeit der Wirkstoffe und bietet scharfe
Trennfaktoren bei der Kohlenwasserstofffraktionierung.

Spezifikationswert m feststandard

Produktkennung

Reinheit (Reinheitsgrad)

Feuchtigkeitsgehalt (Wasseranteil)

Farbe (Farbskala)

Dichte (bei 20°C)

Gehalt an freien Aminen

FZ30

99,90

0,097

1,031

13,67

info@kindle-tech.com

% Q/1423MCX 002-2020
% GB/T6283
APHA GB/T3143
g/cm? GB/T4472
ppm Q/1423MCX 002-2020
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